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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｂ  13/00     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   5/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   5/14     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｂ  13/00    ５０３Ｂ
   Ｂ０５Ｄ   5/12    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｂ  13/00    ５０３Ｚ
   Ｈ０１Ｂ   5/14    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｂ   5/14    　　　Ａ
   Ｈ０５Ｋ   9/00    　　　Ｖ

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月9日(2010.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に導電性物質と水溶性バインダーとを含有する導電性金属部を形成する工程と
、
　前記導電性金属部を４０℃以上の温水に浸漬させる温水浸漬工程と
を有することを特徴とする導電膜の製造方法。
【請求項２】
　前記の温水への浸漬時間が５分以下であることを特徴とする請求項１に記載の導電膜の
製造方法。
【請求項３】
　前記水溶性バインダーが水溶性ポリマーであることを特徴とする請求項１または２に記
載の導電膜の製造方法。
【請求項４】
　前記温水の温度が６０℃以上であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記
載の導電膜の製造方法。
【請求項５】
　前記温水の温度が８０℃以上であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記
載の導電膜の製造方法。
【請求項６】
　前記温水のｐＨが２～１３であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載
の導電膜の製造方法。
【請求項７】
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　前記の導電膜に硬膜剤が含まれていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に
記載の導電膜の製造方法。
【請求項８】
　前記温水浸漬工程の前に、前記導電性金属部を平滑化処理する平滑化処理工程を有する
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の導電膜の製造方法。
【請求項９】
　前記平滑化処理を線圧力１９６０Ｎ／ｃｍ（２００ｋｇｆ／ｃｍ）以上で行うことを特
徴とする請求項８記載の導電膜の製造方法。
【請求項１０】
　前記導電性物質が導電性金属微粒子であることを特徴とする請求項１～９のいずれか１
項に記載の導電膜の製造方法。
【請求項１１】
　支持体上に感光性銀塩と水溶性バインダーとを含有する感光層を有する感光材料を露光
し現像することによって、前記支持体上に導電性金属銀部を形成する工程と、
　前記導電性金属銀部を４０℃以上の温水に浸漬させる温水浸漬工程と
を有することを特徴とする導電膜の製造方法。
【請求項１２】
　前記水溶性バインダーが水溶性ポリマーであることを特徴とする請求項１１記載の導電
膜の製造方法。
【請求項１３】
　前記温水の温度が６０℃以上であることを特徴とする請求項１１又は１２に記載の導電
膜の製造方法。
【請求項１４】
　前記温水の温度が８０℃以上であることを特徴とする請求項１１～１３のいずれか１項
に記載の導電膜の製造方法。
【請求項１５】
　前記温水のｐＨが２～１３であることを特徴とする請求項１１～１４のいずれか１項に
記載の導電膜の製造方法。
【請求項１６】
　前記支持体上のいかなる層にも硬膜剤を含有しないことを特徴とする請求項１１～１５
のいずれか１項に記載の導電膜の製造方法。 
【請求項１７】
　前記温水浸漬工程の前に、前記導電性金属部を平滑化処理する平滑化処理工程を有する
ことを特徴とする請求項１１～１６のいずれか１項に記載の導電膜の製造方法。
【請求項１８】
　前記平滑化処理を線圧力１９６０Ｎ／ｃｍ（２００ｋｇｆ／ｃｍ）以上で行うことを特
徴とする請求項１７記載の導電膜の製造方法。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか１項に記載の方法によって製造された導電膜。
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